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Anotacia vysledku: Vo vyvoji nanofotonickych obvodov sa vyZaduje priprava nanofotonickych
Struktur s vysokym rozliSenim, produktivitou, flexibilitou a velmi presnou reguldciou profilu struktar

v polymérnych rezistoch. Skimali sme charakteristiky vybranych elektrénovych rezistov a limitujlce
faktory v procese elektrénovej litografie pre pripad materidlov, ktoré sa pouZivaju v nanofotonickych
obvodoch. Originalne vysledky predstavuju parametre expozicie ziskané pre energiu elektrénov

40 keV a studium zavislosti profilu rezistovych Struktir od parametrov expozicie. Ziskali sme nové
poznatky o interakcii elektrénov s elektrénovymi rezistami na podlozkach polovodicov skupin 11I/V a
limitujdcich faktoroch v oblasti rozmerov niekolko desiatkov nanometrov.

Vysledky boli vyuZité pri priprave nanofotonickych Struktir pre vyskumné projekty.
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